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Изучение физического распыления нанопористых материалов ионами инертных газов низкой энергии является важной задачей в рамках исследований механизмов плазменного травления low-k диэлектриков с порами радиусом до 3 нм [1]. Взаимодействие налетающих ионов с такими материалами заметно отличается от случая сплошной плоской мишени, так как в верхних слоях материала присутствуют открытые поры, формирующие более развитую поверхность. Моделирование методом молекулярной динамики (МД) показало, что интенсивность процесса распыления нанопористых материалов ионами низкой энергии зависит от радиуса пор и степени пористости [2]. 
В рамках данной работы с использованием МД метода на примере взаимодействия ионов Ar и Xe низких энергий (до 200 эВ) с мишенями из кремния, характеризующимися различной морфологией, рассмотрена зависимость коэффициента распыления от радиуса кривизны материала. 
Данная работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-12-10361П.
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